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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成25年12月19日(2013.12.19)

【公表番号】特表2013-528187(P2013-528187A)
【公表日】平成25年7月8日(2013.7.8)
【年通号数】公開・登録公報2013-036
【出願番号】特願2013-512620(P2013-512620)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｆ   7/12     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  23/72     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  23/89     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  23/78     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  23/835    (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  27/04     (2006.01)
   Ｂ０１Ｊ  23/94     (2006.01)
   Ｃ０７Ｂ  61/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｆ   7/12    　　　Ｐ
   Ｃ０７Ｆ   7/12    　　　Ｊ
   Ｂ０１Ｊ  23/72    　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｊ  23/89    　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｊ  23/78    　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｊ  23/82    　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｊ  27/04    　　　Ｚ
   Ｂ０１Ｊ  23/94    　　　Ｚ
   Ｃ０７Ｂ  61/00    ３００　

【手続補正書】
【提出日】平成25年10月31日(2013.10.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ジオルガノジハロシランの調製方法であって、以下の独立した連続の工程を具える方法
：
（ｉ）銅触媒を、水素ガス及び四ハロゲン化ケイ素を含む混合物と５００～１４００℃の
温度で接触させ、少なくとも０．１％（ｗ／ｗ）のケイ素を含有するケイ素含有銅触媒を
形成し、該銅触媒が、銅、並びに、銅と、金、マグネシウム、カルシウム、セシウム、ス
ズ、及び硫黄から選択される少なくとも１つの元素とを含む混合物から選択される工程と
、
（ｉｉ）該ケイ素含有銅触媒を有機ハロゲン化物と１００～６００℃の温度で接触させ、
少なくとも１つのジオルガノジハロシランを形成する工程。
【請求項２】
　工程（ｉｉ）において前記有機ハロゲン化物と接触させた前記ケイ素含有銅触媒を、水
素ガス及び四ハロゲン化ケイ素を含む前記混合物と５００～１４００℃の温度で接触させ
、少なくとも０．１％（ｗ／ｗ）のケイ素を含む前記ケイ素含有銅触媒を再形成する工程
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（ｉｉｉ）；並びに、該再形成したケイ素含有銅触媒を前記有機ハロゲン化物と１００～
６００℃の温度で接触させ、少なくとも１つのジオルガノジハロシランを形成する工程（
ｉｖ）をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　工程（ｉｉｉ）及び（ｉｖ）を少なくとも１回繰り返す工程をさらに含む、請求項２に
記載の方法。
【請求項４】
　工程（ｉｖ）における前記再形成されたケイ素含有銅触媒の有機ハロゲン化物との接触
前に、パージする工程をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　工程（ｉｉ）における前記ケイ素含有銅触媒の前記有機ハロゲン化物との接触前に、パ
ージする工程をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記銅触媒が担持されている、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記銅触媒が０．１～３５％（ｗ／ｗ）の混合物を含み、該混合物が銅、金及びマグネ
シウムを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　担持材が活性炭である、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記ケイ素含有銅触媒が１～５％（ｗ／ｗ）のケイ素を含む、請求項１～５のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項１０】
　水素の四ハロゲン化ケイ素に対するモル比が２０：１～５：１である、請求項１～５の
いずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記四ハロゲン化ケイ素が四塩化ケイ素である、請求項１～５のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記有機ハロゲン化物が式ＲＸを有し、式中、ＲはＣ1～Ｃ10アルキル又はＣ4～Ｃ10シ
クロアルキルであり、Ｘはフルオロ、クロロ、ブロモ、又はヨードである、請求項１～５
のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　工程（ｉｉ）における前記接触が水素の非存在下である、請求項１～５のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ジオルガノジハロシランが式Ｒ2ＳｉＸ2を有し、式中、ＲはＣ1～Ｃ10アルキル又
はＣ4～Ｃ10シクロアルキルであり、Ｘはフルオロ、クロロ、ブロモ、又はヨードである
、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ジオルガノジハロシランを回収する工程をさらに含む、請求項１～５のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１６】
　水素及び四ハロゲン化ケイ素の滞留時間が０．５～１０秒であり、有機ハロゲン化物の
滞留時間が１～１０秒である、請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
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